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Ru3+及其它阳离子表面吸附对n-InP光电化学性能的影响 

钱道荪; 杨镭 

上海交通大学应用化学系 

摘要： 

应用光阳极极化曲线, 电流-光强曲线、光谱响应曲线、平带电位以及电流相对增加与吸附时间之间的关系曲线研究

了Ru~(3+)表面吸附对n-InP光电化学性能的影响, 还研究了其它一些阳离子吸附的影响。 
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